POLSKA OPIS PATENTOWY 121039

RZEGZPOSPOLITA
LUDOWA PATENTU TYMCZASOWEGO

Patent tymczasowy dodatkowy Int. C1.: GO2B 9/14
do patentu np ————— Go2B 19/00

Zgloszono: 21.12.79 (P. 220596)

Pierwszefistwo:
i CCTYTELNIA
PATENTOWY Zgloszenie ogloszono:  20.10.80 “
Urredu Patentowego
PhL Opis patentowy opublikowano: 30.09.19%3 P e L]

Twérca wynalazka: Andrzej Gulewicz

Uprawniony z patentn tymczasowego: Polskie Zaklady Optyczne,
Warszawa (Polska)

Obicktyw o duzej jasnosci dla éwiatla monochromatycznego

Przedmiotem wynalazku jest obicktyw o otworze wzgl¢dnym 1: 1,5 do monochromatycznych ukladéw
oswictlajgcych, ogniskujacych, kondensor6w i podobnych urzgdzef, w ktérych wymagana jest duza apertura
ukiadu optycznego przy jednoczefnic dobrej jakosci aberacji sferycznej tj. malej plamce rozproszenia.

W dotychczasowych konstrukcjach wymaganie minimalizacji wielkodci plamki rozproszenia realizowa-
ne jest przez stosowanic ukladéw o diugich ogniskowych i malych otworach wzglednych. Natomiast gdy
wzgledy konstrukcyjne wymagajg skrécenia diugodci ukiadu optycznego to stosowane obiektywy fotogra-
ficzne lub podobne korygowane sq na $wiatlo polichromatyczne i pewien do#¢ szeroki kat pola. Takie ukiady
optyczne wymagaja duzej ilodci elementé6w optycznych co podnosi koszt calego wyrobu i rozbudowuje go
np. obiektywy lunet do éwiatla laserowego.

Obicktyw wedtug wynalazku skiada si¢ z trzech pojedynczych soczewek, z ktérych pierwsza z drugg
stanowig simplet a soczewka trzecia jest meniskiem aplanatycznym. Obiektyw ma nast¢pujace dane kon-
strukcyjne podane w poniszej tabelce przy ogniskowej znormalizowanej do 100 jednostek diugodci
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Obiektyw wedtug wynalazku charakteryzuje si¢ dobrg jakoscig aberacyjng tj. mala plamka rozproszenia
i duig sita $wiatla przy zastosowaniu niewielkiej ilofci elementéw optycznych oraz duzym otworem wzgled-
nym. . o
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykiadzie wykonania na rysun"ku, na kté.rym fiy. i
przedstawia obiektyw w przekroju osiowym a fig. 2 charakter zmian wiclkoAci aberacji sferyczne) podiuzne;j

8., w funkcji wysokodci h padania promienia aperturowego.
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Obicktyw wedlug wynalazku skiada si¢ z soczewki dodatniej 1, soczewki ujemnej 2, z odstgpem
powie-trznym mi¢dzy nimi |, oraz dodatniej soczewki 3 aplanatycznej. Soczewka 3 oddzielona jest od
soczewek 11 2 odst¢pem powietrznym l,. Wszystkie soczewki ukladu sg pojedynicze. Soczewki 2i 3 s3
wykonane z jednego gatunku szkia o wspdiczynniku zatamania wigkszym niz szklo, z ktérego wykonana jest
soczewka 1.

Zastrzezenie patentowe

Obiektyw o duiej jasnosci dla dwiatla monochromatycznego o otworze wzglegdnym 1: 1,5i ogniskowe;j
f= 100, skiadajacy si¢ 2 traech pojedynczych soczewek wykonanych z dwéch gatunkdw szkla o zminimalizo-
wanej aberacji sferycznej, z kibrych soczewka trzecia jest meniskiem aplanatycznym, znamienny tym, ze ma
promienie (r) krzywizn powierzchni optycznych, grubosci (d) elementéw optycznych, odstepy (1) migdzy
soczewkami oraz wspéiczynniki zalamania (m) szkla o nast¢pujacych wielkosciach:
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